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Aparat wyparny da zatężania roztworu siarczanu glinu

Przedmiotem wynalazku jest aparat wyparny
przeznaczony do pracy w instalacji produkcyjnej
granulowanego siarczanu glinu.

Znane są aparaty wyparne przeznaczone do za¬
tężania siarczanu glinu. Aparaty te są bądź typu
rurkowego, gdzie zatężanie zachodzi w rurkach
o niedużej średnicy, bądź też posiadają w swym
wnętrzu zainstalowane mieszadła.

Wadą znanych urządzeń do wytwarzania siar¬
czanu glinu jest długotrwałość* przebiegającego w
nich procesu zatężania oraz otrzymywanie produk¬
tu w blokach o dużej twardości. Aparat wyparny
według wynalazku do zatężania siarczanu ma sze¬
reg komór, korzystnie cztery komory wyparne i
jedną retencyjną, podzielone przy pomocy skoś¬
nych przegród, stanowiących równocześnie dno i
pokrywę sąsiadujących komór. Komory połączone
są ze sobą przewodami i zaworami oraz wyposa¬
żone są w króćce przeznaczone do odprowadzenia
oparów. Komory zaopatrzone są w grzejniki, ko¬
rzystnie wężownice parowe, przy czym powierzch¬
nia wymiany ciepła grzejnika umieszczonego w
komorze retencyjnej jest mniejsza niż grzejników
umieszczonych w komorach wyparnych.

Zaletą aparatu według wynalazku jest znaczne
skrócenie czasu zatężania oraz odbieranie zatężo-
nego roztworu w sposób ciągły, co umożliwia o-
trzymywanie produktu w formie granulowanej,
czyli w postaci wygodnej do dalszej przeróbki.
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Aparat wyparny według wynalazku przedstawio¬
ny jest w przykładzie wykonania na rysunku w
przekroju pionowym.

Aparat wyparny jest cylindryczną kolumną, po¬
dzieloną przegrodami 1, spełniającymi rolę dna i
pokrywy sąsiadujących komór. Aparat posiada
cztery komory wyparne 2, 3, 4 i 5 oraz komorę
retencyjną 6. Komory połączone są ze sobą prze¬
wodami 7, z zaworami 8 oraz wyposażonymi w
króćce 9, przeznaczone do odprowadzania oparów.
Wewnątrz każdej komory umieszczone są parowe
wężownice. grzewcze 10, przy czym powierzchnia
wymiany ciepła wężownicy umieszczonej w komo¬
rze retencyjnej jest mniejsze niż wężownice u-
mieszczonych w komorach Wyparnych.

Przegrody 1 usytuowane są pod . takim kątem
by roztwór z danej komory grawitacyjnie spływał
do przewodu 7, odprowadzającego go do następ¬
nej komory, lub w przypadku komory retencyj¬
nej 6 do przewodu 7, odprowadzającego zatężony
roztwór do urządzenia granulacyjnego. Górna ko¬
mora 2 wyposażona jest w króciec 11, przezna¬
czony do okresowego napełniania roztworem wejś¬
ciowym.
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ilu glinu, znamienny tym, że stanowi kolumnę po¬
dzieloną, przy pomocy skośnych przegród (1) na
szereg komór, korzystnie cztery komory wyparne
(2, 3, 4, 5) i jedną komorę retencyjną (6), które
połączone są ze sobą przewodami (7) z zaworami
(8) oraz wyposażone w króćce (9) do odprowadza¬

nia oparów, wewnątrz tych komór umieszczone sĄ
grzejniki (10), korzystnie wężownice parowe, przy
czym powierzchnia wymiany ciepła grzejnika u-
mieszczonego w komorze retencyjnej jest mniejsza
niż grzejników umieszczonych w komorach wy-
parnych.
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